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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

強磁性材料は主に、保磁力が高い硬磁性材料、飽和磁化が高い軟磁性材料に大別さ
れる。硬磁性、軟磁性の2種類の磁性材料を組み合わせることで、高い保磁力と飽
和磁化が両立する可能性が示されており、本研究では硬磁性にFeCoPt、軟磁性
にFeCoを使用したFeCoPt/FeCo系積層磁石の作製を目的としている。FeCoPtは硬
磁性材料であるが、高い保磁力を発揮するのは規則的なL10構造であり、室温での
スパッタリングなどで作製した際には不規則なA1構造をとっている。そのため、規
則-不規則変態を起こすために熱処理が必要となるが、FeCoPt/FeCoの積層後の熱
処理では層間の拡散によって組成が変化し、磁気特性が低下することが考えられた。
そこで、TOF-SIMSによる深さプロファイルの測定を行い、熱処理前後のPtの深さ
方向の分布について調べた。

実験
Experimental

SiO2基板上に堆積させたFeCoPt(50nm)/FeCo(20nm)試料の熱処理前後の深さプロ
ファイルをTOF-SIMS（NI-011）によって測定した。試料はFeCoPt/FeCoを3層す
べて堆積させた後に熱処理を行っている。

結果と考察
Results and Discussion

深さプロファイルより、熱処理前の試料では、図１に示すようにスパッタリングサ
イクル数が0である表面付近ではPtが存在しておらず、界面も比較的鋭利であるこ
とがわかる。しかし、熱処理後では、図2に示すようにPtが表面まで分布しており、
熱処理によってPtの著しい拡散が生じていることがわかる。本結果より、熱処理に
よってPtの拡散が起こり、FeCoPtの組成が変化することがわかった。図3の磁化曲
線より、Pt組成の劣化により依存して変化するため保磁力が比較的低くなり、また、
拡散によって硬磁性・軟磁性間の磁気的な結合が弱まることから磁化曲線に肩が現
れたと考えられる。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図１ 熱処理前の深さプロファイル
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図2 熱処理後の深さプロファイル
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図３ 熱処理後の磁気特性
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